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【手続補正書】
【提出日】平成22年9月14日(2010.9.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体製造装置であって、
　処理部と、
　前記処理部において使用又は処理される物品を搬送する搬送部と、
　キューテーブルと、
　前記キューテーブルに基づいて前記搬送部を制御する制御部と、
を備え、
　前記キューテーブルには、処理部が実行しているジョブの次のジョブにおいて使用又は
処理される物品を予め搬送することを制御するための制御情報が登録され、
　前記制御部は、前記制御情報に基づいて、前記次のジョブにおいて使用又は処理される
物品を予め搬送するように前記搬送部を制御する、
ことを特徴とする半導体製造装置。
【請求項２】
　前記制御情報は、前記次のジョブにおいて使用又は処理される物品を予め搬送すること
の可否の情報を含み、
　前記制御部は、当該情報に基づいて前記搬送部を制御する、
ことを特徴とする請求項１に記載の半導体製造装置。
【請求項３】
　前記制御情報は、前記次のジョブにおいて使用又は処理される物品を予め搬送すること
が可能な位置の情報を含み、
　前記制御部は、当該情報に基づいて前記搬送部を制御する、
ことを特徴とする請求項１に記載の半導体製造装置。
【請求項４】
　前記キューテーブルには、ジョブ毎に、使用又は処理される物品の現在位置の情報がさ
らに登録され、
　前記制御部は、
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　前記次のジョブにおいて使用又は処理される物品を予め搬送することが可能な位置の情
報と前記ジョブ毎の使用又は処理される物品の現在位置の情報とに基づいて、前記次のジ
ョブに後続するジョブにおいて使用又は処理される物品を、前記次のジョブにおいて使用
又は処理される物品を予め搬送した後に、予め搬送することが可能な位置を算出し、
　前記次のジョブにおいて使用又は処理される物品を予め搬送した後に、前記後続するジ
ョブにおいて使用又は処理される物品を前記算出した位置に予め搬送するように前記搬送
部を制御する、
ことを特徴とする請求項３記載の半導体製造装置。
【請求項５】
　前記ジョブは、製造のためのジョブと点検のためのジョブとを含む、ことを特徴とする
請求項１乃至請求項４のいずれか１項に記載の半導体製造装置。
【請求項６】
　前記半導体製造装置は、レチクルステージを含む露光装置であり、
　前記物品は、前記レチクルステージにおいて使用されるレチクルである、
ことを特徴とする請求項１乃至請求項５のいずれか１項に記載の半導体製造装置。
【請求項７】
　前記半導体製造装置は、基板ステージを含む露光装置であり、
　前記物品は、前記基板ステージにおいて処理される基板である、
ことを特徴とする請求項１乃至請求項６のいずれか１項に記載の半導体製造装置。
【請求項８】
　請求項６又は請求項７に記載の前記露光装置を用いて基板を露光する工程と、
　前記工程で露光された基板を現像する工程と、
を含むことを特徴とするデバイス製造方法。
【請求項９】
　半導体製造方法であって、
　キューテーブルに基づいて、処理部において使用又は処理される物品を搬送する工程を
含み、
　前記キューテーブルには、前記処理部が実行しているジョブの次のジョブにおいて使用
又は処理される物品を予め搬送することを制御するための制御情報が登録され、
　前記工程では、前記制御情報に基づいて、前記次のジョブにおいて使用又は処理される
物品を予め搬送する、
ことを特徴とする半導体製造方法。
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